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Oferujemy

® Proces naweglania iniekcyjno-pulsacyjnego

® Wyznaczenie optymalnej recepty procesu
naweglania w acetylenie

o Powtarzalnosc wtasciwosci uzytkowych
otrzymanych warstw

Zalety

» Duza powtarzalnosc i rownomiernosc warstwy
naweglanej
© Brak utlenienia powierzchniowego
® Mozliwosc naweglania w wyzszej temperaturze
® Skrocenie czasu procesu
¢ Kontrola procesu technologicznego, w tym:
- grubosc warstwy naweglonej,
- poziomu naprezen wtasnych,
- rozktadu twardosci na przekroju warstwy,
- Zzawartosc austenitu szczatkowego w warstwie,
- naprezen wtasnych,
- morfologii sktadnikow mikrostruktury warstwy
naweglonej i rdzenia
» Technologia ekologiczna
® Mozliwosc taczenia z technologia hartowania gazowego
bez koniecznosci wyjmowania elementow z komory pieca

Zastosowanie

® Technologia wykorzystywana w przemysle zbrojeniowym,
lotniczym, samochodowym
» Naweglanie silnie obcigzonych elementdw, np. kota zebate
» Zwigkszanie trwatosci zmeczeniowej komponentow
i odpornosci na zuzycie
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